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Tl invento se refiere a un dispositivo estampador
para estampar al menos un dibujo en relieve de slta resolu-
c¢ibén, en particular un hoiograma de fsses o una red de di-
fraccién de fases; en un portedor de informacién termoplés~—
tico, con uns matriz estampadora'en forma de 1ldmina que puet
de calentarse y que lleva el dibujo en relieve.

Es conocido almacensr en material portador termot
pléstico informsciones en forma de dibujos en relieve de alt
ta resolucibn, como hologramas de fases, redes de difraccié#
de fsses y similares. Zn este caso, el dibujo en relieve se
estampa utilizando presibén y calor en el portador termoplis+
tico, que puede presentar en correspondencia con la finali-
dad 8 que estd destinado la forma de uns tarjeta, una cinta,
una léminas o un disco. Los dibujos en relieve estampadbs,
que contienen, por ejemplb, informaciones de video o infor-
maciones de sutenticidad, pueden leerse a miquina con mediOﬁ
bpticos. _

En un procedimiento conocido para estampar hoio-
gramas de fases se conducen conjuntamente por entre dos ro-
dillos de calsndrado uns pelicula termoplistica y una natriz
estampadora realizada en forma de banda sin fin y que lleva
el dibujo en relieve del holograma. La pelicula termoplés-
tica se calienta a una temperatura adecuada durénte su Dpaso
por entre los rodillos de calandrado, uno de los cuales es-
té calentado, ¥y a continuacién se separa de la matriz del
holograma. Este procedimiento hace posible ciertamnente una
velocidad de psso relativameate alta, pero rejuisre jrond2s

inversiones y, por tanto, no es rentable si se debs estam-

bujo en relieve o se debe incluso vsrisr constantemente el
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dibujo en relieve. Ademds, segin este procedimiento no es
posible egbampar dibujos'en relieve de alta calidad y alta
regolucibn en un material termopldstico cuya superficie es-
t6 recubierta de una capas metdlica.

AEl invento se baga en el problems de indicar un
procedimiento de la clase citada al principio que incluso
en caso de nimeros de unidsdes pequefios haga posible una esH
tampacibén rentable de dibujos en relieve con alba resolu~
cién en material termépléstico sin revestir o revestiao de

meteal.

El invento congiste en que la matriz estampadora
se aprieta con un troquel sobre el portador termopldstico
¥y se calienba con una corriente que atraviesa la matriz es—
tampadora, ¥y en que la presién de estampscidn que actia so-
bre el portador de informacién se conserva hasta la consoli
“dacibn del dibujo en relieve estampado.

Un dispositivo de estampar para la puesta en préc

tampadora estd constituida por al menosg un conductor elée—
trico en forma de cinta, estd conectada a una fuente de im-
pulsos de corriente vy estd fijada sobre un troquel.-

A continuacién se explican con detalle algunos
ejemplos de ejecucién del invento con ayuds de log dibujos,
-en los que muestran: |

la Mgura 1, un dispositivo de e stampar,

la Tigura 2, el dispositivo de estampar de la Fi-
gura 1 en alzmado lateral,

la Figura 3, un troguel

lag Figuras 4 a2 6, partes de dispositivos de es—

tampar en vista en planta,
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"do preferiblemente por uno o varios hologramas de fases o
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la Figura 7, un portador de informacién estampa-
do, y | |

la Figura 8, otro dispositivo de estampar.

En la Figura 1 el nimero 1 significa una metriz
estampadora que estid consFituida por un conductor eléetrico
de forma de cinta ¥ que presenta en una de sus superficies

un dibujo en relieve 2, Este dibujo en relieve estd forma~

redes de difraccién de fases, pudiendo ser la distancia en~
tre 1ineas de la red del orden de magnitud de algunss micrag
0 menos. Se conocen procedimientos para la fabricacibén de

matrices estampadoras de metal con tales dibujos en relie-

11e§ por ejempio, 2 partir de un holograms originzl se pue-
de ébtener por recubrimiento quimico o galvdnico una copia
de niquel que sirva de matriz estampadora 1. A
La matriz estampadors 1l estd fijada sobre un t£o~
quel 3. En el ejemplo represenﬁado, entre el troquel 3 y la
matriz estampadoré 1 se encuentra una capa intermedia 4 de
material aislante, lo que permite fabricar el troquel 3 de
metal. Dos extremos enfrentados'entre gl de la matriz es-
tampadora 1 estdn aprisionados entre piezas de contacto
eléctrico 5, 6 y tacos de sujecién 7, 8. Los tacos de suje-

cibn Ty 8 estdn fijados sobre dos superficies laterales del

troquel 3 y estdn aislados eléctricamente respecto de ellas
Una fuente de impulsos de corriente no repreéentada estd
conectada a las piezas de contacto 5, 6.

El espesor de la matriz estampadora 1 se encuen—
tra preferiblemente en el intervalo de 0,02 mm a 0,15 nm,

Su longitud y su snchura vienen dadas por las dimensiones
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ra la sujecidn, S

Para moldear el dibujo:en relieve 2 sobre un por—-
tador de informacién termopldstico 9 se coloca bste sobre
una base rigida 10 y se apriebta con el troquel 3 a la ma=
triz estampadors 1 sobre el portador de informacién. Con un
impulso de corriente que atraviesa la matriz estampadora 1
gse calienta é&sta durante breve tiempo. Debido al Intimo cond
tacto entfe la matriz estampadofa 1 y el portador de infor-
macién 9, el calor pasa ripidamente al portador de informo
clén y su superficie se calienta a una temperatura a la que
el material termopléstico se deforma plésticamente y adop-
ta la estructura en relieve deseada. A la terminaciébn del
impulso de corriente se enfrian rdpidamente la matriz es-
tampadora 1 y el portador de informacién 9, evacudndose el
calor hacia la base 10 y el troquel 3. Ia presién de estam-
pacién que actia sobre el portador de informacién 9 se con-
serva hasta que la superficie estampada se haya enfriado a
una temperatura que esté por debajo de la temperatura de
fluencia del material termopldstico y, por tanto, se haya
congolidado el dibujo en relieve estampado. A. continuacién
se puede separar el portador de informacidén 9 de la matriz
estampadora 1.

En la Tabla siguienté se indican atitulo de ejem-
plo condiciones tipicas bajo las cuales se han estampado
con el procedimiento descrito dibujos en relieves con reso-

lucidn y calidad muy altas.
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Material de la matriz estampadora ' Nquel
Espesor de la matriz estampadora 0,07 mm
Material del portador de info}macién PCV duro
Presién de stampacién o 20 kg, om 2

Bnergla de caldeo/superficie de

estampacitén 10 J, cm @
Duracibén de calentamiento _ 0,2 s

Duracibn- de enfriamiento 0,3 s

Log valores anteriormente relacionados han de
considerarse Unicamente como valores orientativos. Existe
un fuerte dependencia entre los distintos pardmetros, y
son posibles sin dificultades desviaciones considerables
respecto de los valores indicados. Por ejemplo, al aumen-
tar la presidén de estampacién es necesaria una menor ener-
gla de calentamiento y la eleccidén de una matriz esbampado-
ra mis gruesa requiere uns mayor duracidén de enfriamiento.
Tas condiciones de estampacidén elegidas en un caso de uti-
lizacién determinado se consideran éptimas cuando, por un
lado, se logra una imagen fiel del dibujo en relieve 2 ¥,
por otro lado, una deformacidn minima del portador de in-
formacién 9 en las zonas situadas por fuera del dibujo en

relieve estampado.

Bl procedimiento descrito se puede llevar a cabo
con medios muy sencillos y permite por ello unzs estampacidn)
rentable incluso con pequefios mimeros de unidades. Gracias
a la pequefiisima capacidad calorifice de la matriz estampa-

dora 1 y al calentamiento directo de la misma por medio de
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un impulso de corriente se puede realizar, por un lado, el

proceso de estampacién con un consumo minimo de energle,

- mientras que, por otro lado, resulta un tiempo de enfria—

miento muy breve para la matriz estampadora y el portador
de informacién 9, lo que permite conservar la presibn de es
tampacién sin un tiempo de espera digno de congsideraciébn
hagta la consolidacidn del dibujb en relieve estampado, lo
gque conduce a dibujos en relieve extraordinariamente fieles
en cuanto a la forma.

| Se ha encontrado que el procedimiento es adecuado
tombién para estampar un portador de informacidn termoplés
tico que eaté recubierto con una delgada capa de material
no termopléstico, egtampindose el dibujo en relieve a tra-
vés de esta capa en el portador de informacidén. Por ejemplo,
es posible estampar dibujos en relieve fieles en cuanto a
la forma y con una resolucidn mu& alta en material termopldg
tico sobre cuya superficie se haya aplicado por vapor una
capa metdlica. -

Ia capa intermedia 4 dispuesta entre la matriz eg

tanpadora 1 y el troquel 3 consiste preferiblemente en un
material eldstico, por ejemplo en caucho duro, con lo que

se compensan las desigualdades del portador de informacidn

- 9 a egtampar 0 las desviaciones respecto del paralelismo en

tre la superfiéie del portador de informacién Yy la de la ma
trig estampadora.

Cuando la matriz estampadora 1 no cubre completa-
mente la superficie del portador de informacién 2, es pogi-
ble que durante el proceso de estampacién se desplace mate-
rial termopldstico del portador de informacién a lo largo

de log cantos de la matriz estampadora y que se originen
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asl pequefias rebabas que pueden sentirse como perturbadorss
en determinados casos de utilizacién. Esto puede evitarse
de maners sencilla si - como se puede ver en la Figura 2 -
los cantos del troquel 3 estdn achaflanados o redondeados
¥ la matriz estampadora 1 y la capa intermedia eldstica 4

sobresalen lateralmente de la superficie adyacente del tro

quel.

Obra posibilidad para evitar rébabas de egtampa—
cibn estd representads en la Figura 3, La capa intermedia
eldstica 4 estd dispuesta aqul en una depresidén del troquel
3y gue estd hecho de un material con buena conductividad
térmica. Los bordes de la matriz estampadora 1 descansan so
Bre el troquel 3, de modo que éstos alcanzan durante el pro
ces? de estampacidén una temperatura menos alta que la de la
zona interior de la matriz estampadora que lleva el dibujo
en relieve. EL tfoquel 3 puede estar hecho, por ejemplo, de
aluminio cuya superficie presente una delgada capa de 6xido
¥y esté aislada eléctricamente por éste respecto al borde ad
yacente de la matriz estampadora 1.

La Tigura 4 muestra en vista en planta el porta—
dor de informacién 9, la matriz estampadora 1 de forma dé
cinta situada sobre é1 y las piezas de contacto 5, 6. El
troquel 3 (Figura 1) y la base 10 no se han representado en
la Figura 4 en honor a una mayor claridad. la matriz estam
padora 1 pfeéenta unga anchura gonstante, de modo que se ca
lienta uniformemente durante el proceso de esbtampacidn por
medio del impulso de corriente en toda su zona de estampa~
cién 11 aplicada sobre el portador de informacibn 9'y raya
da en el dibujo.

En la Figura 5 estd representada una matriz es-
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tampadora 12 que presenta un paso estrecho 13. Mediante ei
impulso de corriente se calienta el paso estrecho 13 a la
temperatura necesaria para la estampacién. ILa zona de eg—
tampacidn, indicada en la Figura 5 muevamente por un raye
do, corresponde la superficie del paso estrecho 13,

Gracias a la disposicién del paso estrecho 13 en
la motriz esbampadora 12 puede procurarse gque el dibujo en
relieve de la matriz estampandora se estampe Ynicamente en
una, zona de egtampacibn geleccionada en el portador do in
formacidén 9, mientrag gue un dibujo en relicve de la ma—
triz estampedora situado acaso fambién fuera del paso es-
trecho no ge moldea sobre el portador de informacién. Ng-—
turalmente, es posible prever en la matriz estampadora va
rios de tales pasos estrechos que estén conectados eléctri
caﬁenté en serie y/o en paralelo.

" La matriz egtampadora 14 répresentada en la Fi-
gura 6 estd constituida por una parte 15 de forma de ban-
da y por varias parles 16 a 19 de forma de banda que se dg
rivan de aquélla y que presentan pasos estrechos 20 a 23,
Cada una de las partes 15 a 19 de forma de banda estd uni
de eléctricamente con una pieza de contacto 24 a 28, A eg
tas piezas de contacto estén conectadas a través de un in
terruptor codificador no dibujado unaé fuenteg de impulsos
de corriente de tal manera que durante el proceso de es~
tampacibn una o varias de las partes 16 a 19 de forma de
cinta son recorridas discrecionalmente por un impulso de
corriente. En las zonas de estampacién determinadas por
los pasos estrechos seleccionados 20 a 23 se estampan di-
bujos en relieve en el portador de informecién 9, los cua

les pueden representar, por ejemplo, un mimero decimal co
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dificado en binario.

Ta Figura 7 muestra el portador de informascidn 9'
una vez realizada la estampacién para el caso en que las
partes 20, 22 y 23 de forma de banda de la ldmina de estanm
pacibn 14 estuvieran recorridas por corriente. Los dibujos
en relieve 29, 30 y 31 estampadoshen.el portador de infor—
macibn 9 representan el mimero binario 1011 y pueden leerse
a miquina, por ejemplo, con un aparato lector éptico en fun
clonamiento en serie o en parélelo. Los dibujos en relieve
estampados 29 a 31 pueden ser idéubticos o diferentes., Il po;
tador de informacién 9' sirve preferiblemente como documen
to, es decir, como tarjete de crédito, tarjeta de identi-
dad; billete de viaje, papel de valores y similares. '

Otra posibilidad ventajosa de moldear solo zonas
seleccionables del dibujo en relieve 2 sobre el portador de
informzacibén 9 consiste en la utilizacién‘de una placa de
base cuya superficie vuella hacia el portador de informa%
cién presente varias zonas parciales regulables en altura,
Ia figura 8 muestra un dispositivo de estampar con una pla
ca de base de esta clase, que estd formada por un dbloque
rigido 32 y correderas méviles 33 a 35. Estas correderas
ge encuentran en escotaduras 37 del blogue 32 en un plano
36 oblicuo respecto a la superficie del blogue 32. Unos
electroimanes 38 a 40 estdn acoplados a través de armédu—
rag magnéticas 41Aa 43 gpoyadas de forma girétoria gon una
respectiva de las correderas 33 a 35. las armaduras magné
ticas 41 a 43, realizadas en forma de palancas acodadas,
encajan con uno de sus extremos en una ramura cénica 44 de
la. corredera correspondiente 33, 34 o 35. Un rastrillo de

mielle 45 impulsa las armaduras magnéticas 41 a 43 y las
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correderas 33 a 35, cuando no estén excitados los electroing
nes 38 a 40, hacia la posicibén de reposo, cn la que lag su
perficies del blogue 32 y de las correderas 33 a 35 se en-
cuentran en un plano comin, 7

Si se excitan uno o varios de los electroimenes
38 a 40, se bascula la armadira magnébtica correspondiente
41, 42 0 43 en conlra de la fuerza del rastrillo de muelle
45, y la corredera 33, 34 o 35 acoplada o la armadura mag-
nétice se mueve en el plano oblicuo 36 en la direccibn de
la flecha 46 y se hunde por debajo de la superficie del blo
gue 32. Durante el proceso de estampacién se transmite la
presién de estampacidén unicamente a zonas del portador de
informacidén 9 que se encuentran en el blogue 32 0 en una
corredera 33, 34 o 35 que ocupe la posicién de reposo. De
este medo, no se estampan las zonas del portador de infor
macién 9 situadas sobre una corredera 33,-34 o 35 desvia-
dg electromagnéticamente de la posicién de reposo, lo que
permite introducir signos de cédigo en forma de dibujos
en relieve en el portador de informaciédn.

Mediante una eleccibn adecuada de la pendiente
del plano Bblicuo 36 se procﬁra que las correderas 33, 34
0 35 no accionadas no puedan escapar 2 la presién de estanm
pacidén durante el proceso de estampacién y permanezcan pox

antorreétencién en la posicidn de reposo.
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RELIVINDICACLONES

Los puntos de invencién propis y nuevas, que se

presentan psra que sean objeto de ests solicitud de Patente

cogen en las reivindicaciones siguientes:
12,~ Dispositivo estampador perfeccionsdo psrs

estampar al menos un dibujo en relieve de alta resolucién,
particulsrmente un holograma de fases o una red de difrac-~
cibn. de fases, en un portador de informacibn termopléstico,
con una matriz estampadors de forma de liminas que lleva el
dibujo en relieve y que puede caientarse, caracterizado pors.
que ls matriz estampadora estd sujeta a un troquel y es ca-
lentable con un impulso de corriente que straviess la ma-
triz estampadora, y porque la presidn de estampacién'que ac
t8a sobre €. portador de -informscidén termoplistico puede man-
fenerse hasta la consolidacién del dibujo en relieve estam—

pado.

2a,~ Dispositivo segln la reivindicacién 12, ca-
?

nadas de la mabriz estampadors con un impulso de corriente
que astraviesa estas zonas parciales, 7

32.- Dispositivo segln la reivindicécién 12, ca-
racterizado porque pueden apretarse zonas parciales seleccig
nadas de la nmatriz estampadora sobre el portador de informa-
cibn.

43,~ Dispositivo segln una de las reivindicacio-
nes 12 a %2, caracterizado porque la matriz estempadora es-
t4 constituids por al menos un conductor eléctrico de forua

de cinta, y esti conectada a una.fuente ds impulsos de co-
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rriente,
52,- Dispositivo segin la reivindicacidén 43,

caracterizado porque entre la matriz estampadora y el tro-

62.~ Dispositivo segln la reivindicacidn 52, ca-
racterizado porque los centos del troquel estén achaflana-
dos 6 redondeados, y porque la matriz estampadora sobresa-
le lateralmente de la superficie adyscente del troquel.

72 .~ Dispositivo segin ls reivindicacidn 52, ca-~
racterizado porque ls capa intermedis eldstica estd dis-
puesta en uns depresidén del troquel, porque el troquel es-
t& constituido por un materisl con buena conductividad tér-
mica y porque los bordes de la matriz estampadora descan-
san sobre el troquel, A '
82,- Dispositivo segflin una de las reivindicacio-
neg 48 g /2, caracterizédo porque ls matriz estampadora
presenta al menos un péso estrecho para el impglso de co-
rriente que estd dimensionado de tal manera que el dibujo
en relieve se estampa 5010 en la zona del paso estrecho en
el portador de informacién.

94 ,~ Dispositivo segln uns de las reivindicacio-
nes 4% a 82, casracterizado porque lz matriz estsmpadora es-
té constituids por varias zonas parciales, y porque se pue-
pen conectar zmonas psrciales seleccionables a fuentes de
impulsos de corriente.

102.- Dispositivo segin uns de las.reivindicacio-
nes 42 a 8%, caracterizado porque ls supefficie de una plg-
ca de base vuelta hacis el portsdor de informacidn presen~
ta varias zonas parciales regulables en albura,

112,~ Dispositivo segln ls reivindicacién 10%,
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caraéterizado porque la plsca de base estd formsda por un
bloque rigido y por correderas mbviles, y porque las co-
rrederas sé encuentran en escotadurss del blogque en un pla-
no oblicuo respecto a la superficie del bloque ¥ estén aco-
pladas a armsduras magnéticas de electroimanes. _

12a2,.~ Dispositivo estampador perfeccionado pars
estampar al menos un dibujo en relieve de alta resolucidn
en un portador de informacidn termopléstico.

Tgl y como se ha descrito en la Memoris que an~
tecede, repraséntado en los dibujos que se acompailan y para
los fines que se han especificado. .

¥sta Memoria consta de catorce hojas escritas &
méquina por una sola de sus caras.

&

Madrid, 70.L1977

P.A.
Alberte de Elaadéil

Por Pajer; -
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